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1950년대 후반 해수로부터 염분을 제거할 목적으로 분리막이 적용되기 시작하여, 반도체 제조

공정과 같은 첨단산업제품을 생산하는 과정에 소요되는 초순수의 제조 혹은 생명을 다루는 분

야 등에서 사용되어 왔다. 그러나 최근에는 음용수의 제조에서부터 오폐수처리 분야까지 다양

한 분야에 적용되고 있으며, 특히 정수 분야에 있어서 1993년 미국, 1996년 일본에서 발생한 크

립토스포리디움(crytosporidiosis)에 의한 음용수 감염 사고는 종래 정수 공정에 대한 불신감를 

야기시켰고 분리막공정 도입의 큰 원동력으로 작용하였다. 분리막 표면에는 인간의 머리카락 

굵기 보다도 훨씬 작은 육안으로 확인 할 수 없는 미세한 기공을 가지고 있으며 이들 기공의 크

기에 따라 정밀여과막, 한외여과막, 나노여과막 및 역삼투막 등으로 구분할 수 있다. 분리막에 

의한 처리대상 오염물의 주된 제거 메카니즘은 체분리 효과, 즉 분리막 표면의 기공보다 작은 

물질은 통과하고 이보다 큰 오염물질은 통과하지 못하기 때문에 수중에 포함된 유해한 유·무기 

오염물질, 각종 미생물, 미적 혐오감을 유발시킬 수 있는 현탁성분 등을 거의 완벽하게 제거할 

수 있어 안전한 물의 생산이 가능하고, 화학약품의 첨가량도 줄일 수 있어 친환경적인 처리공정

이라 할 수 있다. 금번 발표에서는 수처리분야에 적용되는 분리막과 관련한 최근 5년간의 특허

출원 동향에 대해 살펴하기로 한다. 




